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概要 

  単結晶基板上の薄膜試料の結晶方位測定では、基板の回折線が邪魔し本来の測定が出来ない。 

 本ソフトウエアは、データ処理で薄膜極点データから基板の反射強度を低下させ、薄膜の極点図を 

 浮き出させる事を目的とします。 

 

測定例 

 Ｓｉ基板（ｃｕｂｅ）｛１００｝＜００１＞の上に２０ｎｍのＡｕ膜 

 Ａｕ｛１１１｝極点図           Ａｕ｛１００｝極点図 

   

   Ｓｉ｛１１１｝極点図            Ｓｉ｛１１０｝極点図 

   

 

  Ｓｉ｛３１１｝極点図  Ｓｉ｛１００｝極点図 

   



回折角度比較 

  Ａｕ（１１１）  ３５．１８ 

  Ａｕ（２００）  ４４．３９ 

  Ｓｉ（１１１）  ２８．４４ 

  Ｓｉ（２２０）  ４７．３０ 

  Ｓｉ（３１１）  ５６．１２ 

  Ｓｉ（４００）  ６９．１３ 

 

極点図を調べる 

 Ａｕ｛１１１｝極点図には Ｓｉ｛１１１｝極点図が測定されている。 

 Ａｕ｛１００｝極点図には、Ｓｉ｛１１０｝とＳｉ｛３１１｝が測定されている。  

 

対策 

 Ａｕ極点図からＳｉ極点図の影響を軽減させる。 

方法 

 Ａｕ極点図に対し、ベースのＳｉ極点図からＳｉ極点図の平均強度を計算し 

 Ｓｉ極点図がこの平均強度より高い（α、β）位置を見つけ、Ａｕ極点図の（α、β）位置の 

 強度を低減させる。その強度はＡｕ極点図の平均強度とする。 

 又、Ｓｉ極点図のピーク位置を求める平均強度レベルには係数を付けられる。 

処理 

 Ａｓｃファイルを読み込み、同じディレクトリに処理結果のＡｓｃファイルを作成する。 

処理結果 

   処理後のＡｕ｛１１１｝極点図     処理後のＡｕ｛１００｝極点図 

  

 

 Ａｕは｛１１１｝Ｆｉｂｅｒである事が容易に判断出来ます。 

 

 

 

 

 



ソフトウエアの使い方 

ＴｈｉnＦｉｌｍＰｏｌｅ．ｊａｒ 

 

薄膜極点図を複数選択 

 ｂａｓｅ基板の極点図を複数選択 

薄膜極点図とｂａｓｅ極点図の測定条件はα、βの範囲とステップを同じにする事 

 

１つの薄膜極点図に対して最大２つのｂａｓｅ極点図を指定出来る。 

 基板極点図のピーク位置割り出しの平均値に対する係数 

 差し引く薄膜平均強度に対する係数 

処理が終わった後、極点図のスムージングを行う。 

はファイルの選択を行う。 



 

は処理の対象にするかの選択 

 

で変換ファイル名と処理結果極点図が表示される。 

でパラメータ変更し繰り返しが可能 

 

 

 


